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１．概要（Summary） 

PZT単結晶膜を使用したMEMSデバイスの開発を行

っている。お客様から依頼されたデモ機の設計～流動を

行い、実証検証をすることが目的である。設計時には技

術支援をしていただき、構造およびプロセスを決めた。 

上記の客先へのサンプル提供と並行して、上記薄膜の

機械的な特性把握も同時に実施する予定。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面アライナー露光装置一式 

住友精密 TEOS PECVD装置 

芝浦スパッタ装置 

DeepRIE装置#2 

イオンミリング装置 

ダイサ 

ウォーターレーザ 

 

【実験方法】 

上記装置を使用させていただき、流動を実施した。 

マスク 9枚セット。 

（工程） 

1. TP-Ph/Et 

2. BE-Ph/Et 

3. ZO-Ph/Et 

4. PL-DP/Ph/Et 

5. LE-Ph/Et 

6. 裏面研削 

7. 裏面 TEOS-DP/Ph/Et 

8. DeepRIE01 

9. BO-DP/Ph 

10. DeepRIE02 

11. 接合 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

3 枚流動を行い、最終的に 1 枚が最終工程まで進んだ。

実装済み 20チップが完成している。 

評価はこれからの実施であるため、現状の記載はでき

ないが、形状としては大きな問題なく完成できたと考えて

いる。 
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